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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(§) Elektrokorrosionsbestandiger Walzlageraufbau 
@ In einem Lagerring (1), der eine mit Keramik bespritzte " ~ 

Isolationsschicht (3) aufweist, die durch die Benutzung ei- 

nes thermischen Spritzverfahrens gebildet wird, erschei- 

nen eine Mehrzahl von Poren (4) in der mit Keramik be- 

spruhten Isolationsschicht (3), die durch feinverteilte Par- 

tikel (5) eines anorganischen Pulvers abgedichtet werden. 

Porenabdichtung wird durch Impragnierung mit einer 

flussigen Mischung eines fliichtigen organischen L6- 

sungsmittels und des anorganischen Pulvers in den Po- 
ren (4) durchgefiihrt, gefolgtvon einer Verflijchtigung des 

organischen Losungsmittels, um dadurch die feinverteil- 

ten Partikel (5) innerhalb der Poren (4) zu hinterlassen. 
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Beschreibung 

|()001] Die vorlicgcndc Erfindung bezieht sich im Allgenieincn auf einen Walzlageraufbau zur Verwendung in eineni 
Traklionsmotor, einer Anlriebsvorrichtung, Achsen und anderen beweglichen Komponenten von Bahnwaggons, und ins- 
5 hesondere auf einen Walzlageraufbau, der in eineni Umfcld benulzt wird, das cine den Walzlageraufbau aufnehmende 
Slruklur erfordcrt, dass der Walzlageraufbau gegen Elekirokorrosion bestandig isl, mil der Absicht, den Fluss von elek- 
trische in Strom durch den Walzlageraufbau zu beseitigen. 

[0002J Die vorliegendc Erfindung bezieht sich auch auf ein Verfahren zur Fertigung einer auBeren Laufrille fur den 
Walzlageraufbau, auf einem keramikbeschichteten Lagerring, der darin verwendet wird, und auf ein Verfahren zur Ab- 

10 dichtung von Poren in einer darin benutzten keramikbeschichteten, elektrisch isolierten Auskleidung. 

[0003] Wenn ein Erdungsschuh zur Verbindung der Elektrizitalsversorgungsanlage eines Bahnwaggons mil den Schie- 
nen uber die Rader unvollstandig isl, erlaubt es das Walzlager, das im allgeineinen in Elektrizitatsversorgungsanlagen 
von Schienenfahrzeugen benulzt wird, dass elektrischer Strom zwischen den Radern und der Schiene uber Komponenten 
des Walzlageraufbaus wie der inneren und auBeren Laufrille (Rillen- bzw. Lagerelement, race) und den Walzkdrpern 

15 flieBt. Aus diesem Grund beobachtet man oft, dass Funken zwischen den Walzlagem und einer Laufrille der auBeren oder 
inneren Laufrille auftreten, was zu Elekirokorrosion fuhrt, und was schlieGlich die Lebenszeit des Lageraufbaus redu- 
ziert. 

[0004] Angesichts des Vorangehenden ist ein Walzlager- Aufbau vorgeschlagen worden, bei welchem eine aus Kunst- 
harz hergestellte Isolierungs- Auskleidung (layer bzw. lining) eingesetzt wird und auf die Pas soberfl ache der auBeren 
20 Laufrille gesetzt wird, die in Kontakt mit einem Gehause steht. Da die harzhaltige Isolierungs-Auskleidung jedoch einen 
relativ groBen linearen Wanneausdehnungskoeffizienlen besitzt, entsteht zwischen der auBeren Laufrille und dem (je- 
hause unter Einfluss von Warme, die sich wahrend des Betriebes des Walzlageraufbaus enlwickelt, eine unerwunschte 
Lucke. 

[0005] Unter Beriicksichtigung, dass ein Keramikmaterial als Material fur die Isolierungs-Auskleidung bevorzugt 
25 wird, da es einen kleineren linearen Warnieausdehnungs-Koeffizienten und bessere elektrische Isolalionseigenschaften 
besilzl, ist vorgeschlagen worden, auf der auBeren Laufrille eine keraiiiische Auskleidung als i soli ere nde Auskleidung 
durch die Verwendung cincs thennischen Spritzverfahren zu bildcn. 

[0006] Unter Berucksichtigung der Eigenschaft einer thennisch aufgespritzten Ablagerung, die Keramik aufweist, daB 
eine isolierende Auskleidung eine Mehrzahl von darin enihaltenen (ubriggelassenen) Poren besitzt und dementsprechend 
30 eine AbdichtungsbehandLung erfordert, die zum Abdichten dieser Poren fuhrt, kann eine isolierende Auskleidung gute 
elektrische Isolalionseigenschaften zeigen. Wie zum Beispiel in der japanischen ofiengelegten Gebrauchsniusterverof- 
fenllichung No. 60-85626 offenbart ist, wird die Abdichtungsbehandiung im allgeineinen durch Aufl^ullen der Poren mit 
einem synthetischen harzigen Material durchgefiihrt. 

[0007] Die in der mit Keramik beschichteten, isolierenden Auskleidung gebildeten Poren, gebildet durch die Benut- 

35 zung des thennischen Spritzverfahren s, tendierten dazu, an eineni Werkstiick - so zum Beispiel Lagerringen - zu kleben, 
nachdem ein pulverfonniges Material, das aufgespritzt wurde, bei einer erhohten Teniperatur geschmolzen ist. Die Poren 
in der mit Keramik beschichteten, isolierenden Auskleidung variieren in GroBe, von Mikroporen, die durch Rissbildung 
entstanden sind, bis zu Poren, die zwischen den pulverformigen Partikeln, ohne ausreichend geschmolzen worden zu 
sein, vorliegen, als die bespritzte Auskleidung durch Schmelzen der abgelagerten pulvrigen Partikei gebildet worden ist. 

40 Damit dementsprechend die in der GroBe variierenden Poren ausreichend mit synthetischem harzigen Material abgedich- 
tet werden konnen, so dass eine ausreichende Leistung gezeigt werden kann, ist es erforderlich, sorgfaltig Material aus- 
zuwahlen, das eine zugehorige Permeabilitat aufweist, und ein Verfahren, das es erlaubt, in das Material einzudringen 
einschlieBlich etwa Impragnierung unter Atmospharenverhaltnissen, Impragnierung unter Vakuum vernal tnissen und Im- 
pragnierung unter Druckverhaltnissen. Jedoch wurde ; auBer die Bedingungen des benutzten Materials, die Prozesstem- 

45 peratur und die Drucksteuerung sind geeignet geregelu die elektrische Isolierungslei stung betrachtlich beeintrachtigt 
sein. Aus diesem Grund ist der Abdichtungsbehandiung schwer durchzufuhren und aufwendig. Ferner, da es schwierig 
ist, das Keramikmaterial in Verbindung mit eineni Material zu bringen, das benutzt wird, urn Lagerringe des Walzlager- 
aufbaus herzustellen, und, da es schwierig ist, thennisch gespritzt zu werden, bringt die Benutzung des Keramikmateriais 
ein Problem im Hinblick auf den Zusammenhalt zwischen der auBeren Laufrille und dem Gehause, Auch hat es sich als 

50 problematisch herausgestellt, dass, wenn die auBere Laufrille mittels einer Presspassung mit dem Gehause verbunden 
wird, die keramische Auskleidung dazu neigt, sich abzuldsen. 

[0008] Um die vorgenannten Probleme wesentlich zu iiberwinden, offenbart die offengelegte japanische Gebrauchs- 
musteranmeldung Nr. 2-46119 bei spiels weise eine dreischichtige Auskleidung, die aus einer auBeren Metallschicht, ei- 
ner dazwischenliegenden keramischen Isolations schicht und einer inneren Metallschicht hergestellt ist, und die auf einer 

55 Oberflache der auBeren Laufrille aufgebracht isU die an das Gehause angepasst ist. Jede dieser Schichten wird durch ein 
thermisches Spritzverfahren gebildet. Von den drei Schichten wird die innere Metallschicht angesichts der Tatsache ver- 
wendet, dass das keramische Material, das die Isolationsschicht bildet, weniger gut an dem Material des Laufrings des 
Walzlageraufbaus haftet und nicht einfach thermisch bespritzt werden kann. Die auBere Metallschicht wird benutzt, um 
ein Abschalen ( Abpellen) der Isolierschicht zu minimieren, was an son st en geschehen wurde, wenn die auBere Laufrille 

60 mit dem Gehause mittels einer Presssitzanpassung verbunden sein wurde. 

[0009] Wie oben beschrieben, sind die innere und auBere Metallschicht sowie die keramische Isolationsschicht der 
dreischichtigen Auskleidung samllichst durch die Benutzung eines thennischen Spritzverfahrens gebildet. Das thermi- 
sche Spritzverfahren ist jedoch aufwendig, und, da der oben diskuticrte Lageraufbau eine dreischichtige Auskleidung 
verwendet, nimmt der entstehende Aufwand fur das Durchfuhren des thennischen Sprit zens den groBten Teil der beim 

65 Herstellen des Walzlageraufbaus entstehenden Gesanitherstellungskosten ein, was zu eineni erhohten Preis des Walzla- 
. geraufbaus fuhrt. 

[0010] Ferner bringt im Falle des konischen Walzlagers die Bildung der dreischichtigen Auskleidung eine groBe Wahr- 
scheinlichkeit des Auftretens von (iraten an entsprechenden Abschnitten der thennisch bespritzten Auskleidung, be- 
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nachbarl gegenuberliegenden Endflachen cincs Lagcrrings eines groBcn Durchincssers. Mil andercn Wortcn, wahrend 
lAifl glcichzeilig wahrcnd des therniischen Sprii/cns aus Kiihlungsgrunden cingeblascn wird, dainil cine unerwunschlc 
Zunahmc dcr Temperalur cines Slahlwcrksl ticks als Oirundwcrksloff fur den Lagerring unlcrdruckt wird, wird das dann 
thermisch besprilzie Material ebenso gekuhll, beglcilel durch das Enlslehen einer SchrumpfungskrafL. Aufgrund dieser 
Schrumpfungskraft lendierl die Bindungsslarke zwisehen dcr thcnnisch bcsprilzlen Aiisklcidnng und dem Slahlwerk- 5 
stuck dazu, sich zu verringern, was zurBildung von Gralcn fuhrt, 

1 0011] In einen] Versuch, den Aufwand, dcr in dcr Umselzung des oben diskutierten fhcnuischen Spritzens betrieben 
wird, zu reduzieren, haben die Erfinder der vorliegenden Erfindung die japanische Palenlanmeldung No. 2000-236791 
eingcreichl, die eine doppelschichlige Slruklur vorschlagt, die die volistandigc Beschichtungsschicht bedeckl. Jedoch hat 
es sich gezeigt, dass Belasiungsaspekie, die auf Bcrciche des Lagcrrings wirken, wo die beschichtele Schichl gebildel ist, 10 
von Ort zu Ort variieren und demenlsprechend die BenuLzung der doppelschichligen Slruklur fiir die vollstandig be- 
schichlete Schichl weit von der Rentabililal bezogen auf Bearbeitungsaufwand und verfugbare Funklionalitaten entfemt 
ist 

[0012] Auch aufgrund des in Fig. 23A gezeigten konventionellen Schleifprozesses, der auf eine auBere Laufrille 26 ei- 
nes konischen Walzlagers wirkt, ist es allgemein iiblich, zuersl gegenuberliegende Endflachen B und C der auBeren 15 
Laufrille gleichzeilig zu schleifen, dann einc auGere pcriphere Oberflache D mit den Endflachen B und C, die als Refe- 
renzebene verwendet. werden, zu schleifen, oder durch Benulzung eines nicht zenlrierten (centerless) Schleifverfahrens, 
und schlieBlich einen Laufring E der auBeren Laufrille zu schleifen, wahrend die auBere Laufrille von der Endflache B 
abgestutzt wird und die auBere periphere Oberflache D als Refcrenzebcne verwendet. wird. Dieses Vferfahren ist dahinge- 
hend zufriedenstellend, dass das konische Walzlager mil. einer hohen MaB- und Rolationsgenauigkeit hergestelll werden 20 
kann. 

[0013] Im Gegensatz zu dern oben diskulierlen slandardgeniaBen konischen Walzlager ist ein elektrokorrosionsbestan- 
diges konisches Walzlager, das im allgemeinen in dem Umfeld benulzt wird, wo notwendig ein Strom innerhalb des 
Walzlagers flieBt, so ausgebildel, dass die gegenuberliegenden Endflachen B und C sowie eine auBere periphere Ober- 
flache D der auBeren Laufrille 26 mil einer elektrisch isolierenden Auskleidung (beschichtele Schichl) 27, wie in Fig. 25 
23B gezeigt, beschichlel sind. Diese elektrisch isoherende Auskleidung 27 wird im allgeineinen durch Lhennisches Spril- 
zcn cincs Kcramikmatcrials allcin odcr einer Mischung cincs Kcramikmatcrials und cines mctallischcn Materials in cincr 
Vielzahl von Fallen (plies) gebildel. 

[0014] Jedoch lendierl bei dem konvenlionellen therniischen Spritzvertahren die Dicke des thermisch bespritzten Ma- 
terials dazu, betrachtlich zu variieren, und ein gleichlonniges thennisches Spritzen ist schwer zu erreichen, infolgedes- : 30 
sen fuhrt.es zu einer betrachtlichen Reduktion in der MaBgenauigkeit des auBeren Durchmessers und der Breite und der 
Rolationsgenauigkeit nach dem therniischen Spritzen, sowie zu eineni Zuwachs eines Fehlers in der Schichtdicke. 
[0015] Aus diesem Grunde ist es, falls ein Schleifen der gegenuberliegenden Endflachen B und C sowie einer auBeren 
peripheren Oberflache D der auBeren Laufrille 26 nach dem therniischen Spritzen in einer alinlichen Weise durchgefiihrt 
wird, wie der Schleifprozess, der benulzt wird, die auBere Laufrille des standardisierten, bereits diskutierten, konischen 35 
Walzlagers zu schleifen, schwierig, den Schleifprozess so durchzufuhren, dass die Variation der Schichtdicke der isolie- 
renden Auskleidung 27 unterdruckt wird. was die elektrische Isolierungslei stung beeinflusst. Dieses Problem ist ebenso 
in selbstausrichtenden Walzlagern und selbstausrichtenden Kugellagern gefunden worden. 

[0016] Demenlsprechend ist mit der vorliegenden Erfindung beabsichtigl, durch Losung der oben diskutierten Pro- 
bleme einen Walzlageraufbau vorzusehen, der eine exzellente Bestandigkeit gegen Elektrokorrosion aufweist. 40 
[0017] Insbesondere ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen mit Keramik bespritzten beschichteten Lager- 
ring vorzusehen, der eine exzellente Bestandigkeit gegen Elektrokorrosion sowie verringerte Unterschiede in der Isola- 
tionsleistung zeigt, sowie femer eine Abdichtungsmethode zur Porenabdichtung zu schafYen, bei der die isolierende Aus- 
kleidung durch thennisches Spritzen eines Keramikmaterials, in einer relativ einfachen Behandlung und Beschaffenheit, 
gebildet wird. 45 
[0018] Es ist ein anderes Ziel der vorliegenden Erfindung, einen elektrokorrosionsbestandigen Walzlageraufbau vor- 
zusehen, der eine exzellente elektrische Isolalionseigenschaft aufweist und in dem aufgrund der Vereinfachung eines 
therniischen Spritzprozesses die Anzahl der Bearbeitungsschritte und die Bearbeitungszeit vorteilhaft reduziert werden 
kann, wahrend eine ausreichende Haftfahigkeit der isolierenden Auskleidung an dem Lagerring oder eine Bestandigkeit 
vor Abblattem sichergestellt wird, die andernfalls wahrend einer Presspassung auftritt, sowie um ein Auftrelen eines 50 
Grates in der thermisch bespritzten Auskleidung bei gegenuberliegenden Endflachen auf einer Seite mil groBem Durch- 
messer wahrend einer Bearbeitung zu vermeiden. 

[0019] AuBerdem ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung, einen elektrokorrosionsbestandigen Lageraufbau 
und ein Verfahren zur Herstellung der auBeren Laufrille vorzusehen, wobei eine Variation und ein Fehler in der Dicke der 
mit Keramik bespritzten isolierenden Auskleidung, die gebildel ist, um gegenuberliegende Endflachen und eine auBere 55 
periphere Oberflache einer auBeren Laufrille zu bedecken, minimalisiert sind, so dass eine gunstige MaBgenauigkeit, Ro- 
lationsgenauigkeit und exzellente elektrische Isolationseigenschaften sichergestellt werden konnen. 
[0020] Die Aufgabe wird durch die Vorrichtung bzw. das Verfahren nach den unabhangigen Patenlanspruchen gelost; 
vorleilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspruchen beschrieben. 

|0021] Rin mil Keramik bespritzter Lagerring ist en t spree hend eines erst en Aspektes der vorliegenden Erfindung ein 60 
Lagerring, der eine mil Keramik bespritzte Isolalionsschicht aufweist, die durch ein thennisches Spritzvertahren entstan- 
den ist, welches dadurch gekennzeichnet ist. dass Poren, die in der mit Keramik bespritzten Isolationsschicht auftrelen, 
durch ein feinverteill.es anorganische Pulver abgedichtel werden. 

[0022] Im allgemeinen hat anorganisches Material physikalische Eigenschaften, die es weniger emprindtich gegenuber 
Schwankungen in Umweltbcdingungen, wie zum Beispiel Temperalur und relativer Luftfeuchtigkeit, machen. Wenn aus 65 
diesem Grund das fcinverteilte anorganische Pulver als Abdichtungsniaterial benutzl wird, kann eine stabilisierende Po- 
renabdichtung durchgefiihrt werden, ohnc Nolwendigkeil, slreng die Bedingungen des Materials, wie Temperalur, Be- 
handlungsdruck und so weiter, zu beachten. Folglich kann durch Stabilisierung des Porcnabdichtungsprozesses elek- 
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Irisch Icilcndcs Material, das in die mil Keramik bespritzte Isolationsschichl eindringl, zum Bci spiel gasformigc oder 
flussige eleklrisch Icilendc Maierialien wic clwa cine Dainpfkomponenlc und/odcrc-inc Feuchtigkeilskomponenlc, die in 
dcr umgebenden Almospharc des Lagerrings vorhanden sind, ahgeschirmt wcrden, um cine gccigncicelcklrischc Isolie- 
rungslcistung sicherzuslellen. Auch isl ein Durchfiihren der Porenabdichtung hinrcichend einfach, und die Poren konncn 
s (lurch einen relaliv einfachen Prozess ahdichlel wcrden, wodurch der Bcarbeitungsaufwand reduziert wird. 

|0023] Ein Verfahren zur Abdichlung einer mil Keramik besprilzlen Isolationsschichl enlsprechend eines zweiten 
Aspekl.es der vorliegenden Erfindung enlhall die Schrillc zur Impragnicrung der mil Keramik besprilzlen Isolalions- 
schichl, die auf einer Oberflache eines Werks tucks durch die Benuizung eines ihennischen Spritzverfahren gebildet wird, 
mil einer 11 ussigen Mischung eines organischen Losungsmillels sowie mil einem leinverleilten anorganischen Pulver, da- 
10 mil die flussige Mischung in die Poren eindringl; und Ruhen lassen der mil Keramik besprilzlen Isolationsschichl oder 
Erwarmen der mil Keramik besprilzlen Isolationsschichl, sodass nach dem Verfluchligen der organischen Losungsmiliel 
Partikel des feinvert.eill.cn anorganischen Pulvers innerhalb der Poren verbleiben. 

[00241 CiemaB diesem Aspekt, bei dem die flussige Mischung der fluchtigen organischen Losungsmittel mil dem fein- 
verteilten anorganischen Pulver zur Impragnierung eingeselzt wird, kann das feinverteilte anorganische Pulver einfach in 
15 die Poren der mil der Keramik besprilzlen Isolationsschichl eindringen, und durch das Zulassen, dass sich das Losungs- 
mitlel verfluchtigt, konnen nur feinverteilte Partikel des anorganischen Pulvers innerhalb der Poren verbleiben. Dadurch 
kann miteinem vereinfachlen Prozess eine stabiiisierte Abdichrung erreicht werden. 

[0025] Ein elekirokorrosionsbesiandiger Walzlageraufbau weist enlsprechend eines driiten Aspektes der vorliegenden 
Erfindung einen Lagerring auf, dcr eine periphere Oberflache besitzt, die so angepasst ist, dass sie in engem Konlakt mil 

20 einem Gehause oder einer Welle gehalten wird, wobei der Lagerring eine Belastungsseite und eine Nichtbelaslungsseite 
an gegenuberliegcnden Endflachen aufweist , und eine auf dem Lagerring gebildele Beschichtung, so dass die gegenuber- 
liegenden Endflachen und die periphere Oberflache davon bedeckt sind. Ein Bereich dieser Beschichtung, der die peri- 
phere Oberflache des Lagerrings bedeckt, ist von einer mehrschichtigen Struktur, die eine mil Keramik bespritzie Isola- 
tionsschichl und eine Melallschicht aufweist. Ein anderer Bereich der Beschichlung. der die nichtbelastete (nichlbela- 

25 slungsseitige) Endflache des Lagerrings bedeckt, besitzt eine kleinere Anzahl von Schichten als die mehrschichtige 
Struktur mil der mil Keramik besprilzlen Isolalionsschicht ., die ganz auBen liegl. Ein weilerer Bereich der Beschichlung, 
dcr die bclastetc (belastungsscitigc) Endflache bedeckt, ist von dcrsclbcn nichrschichtigcn Slruktur, wclche die auBcrc 
periphere Oberflache des Lagerrings bedeckt. 

[0026] Folglich kann, da die Anzahl der Schichten dieses Beschichlungsbereiches, welcher die nichtbelastete Endfla- 

30 che des Lagerrings bedeckt, auf einen Wert reduzierl sein, der kieiner als der der mehrschichtigen Struktur ist, die die pe- 
riphere Oberflache des Lagerrings bedeckt, d. h., da ein Bereich der bespritzten Schicht reduzierl ist, der themiische 
Spritzprozess ebenfalls enlsprechend vermindert wird, sodass es ennoglicht wird, die Anzahl der Prozessschritte und die 
Bearbeit ungszeit zu reduzieren, und dement spree hend kann der Aufwand reduziert werden. Der Bereich, wo die Schich- 
tenanzalil der bespritzten Schicht reduziert ist, ist derjenige Bereich, der die nichtbelastete Endflache des Lagerrings be- 

35 deckt, und in demjenigen Bereich, wo die Anzahl der Schichten reduziert ist, bleibt die mil Keramik bespritzte Isolati- 
onsschichl die auBerste Schicht, und denientsprechend besleht kein Problem mil nichtausreichender Starke der Beschich- 
lung und es kann wahrend der Benuizung des Lageraufbaus und/oder dessen Anbringen eine ausreichende elektrische 
Isolationseigenschaft sichergestellt werden. Folglich kann, wahrend keinerlei Reduktion der Funktionalitat der Be- 
schichlung entsteht, Aufwand durch Reduktion der bespritzten Schichten reduziert werden. 

40 [0027] Der elektrokorrosionsbestandige Lageraufbau ist, enlsprechend einem vierten Aspekt der vorliegenden Erfin- 
dung, ein elekirokorrosionsbesiandiger Lageraufbau, bei dem eine auBere, auf einem Lagergehause zu befestigende 
Laufrille eine auBere periphere Oberflache sowie erste und zweite gegenuberliegende Endflachen aufweist, und eine Be- 
schichtung, die auf der auBeren Laufrille gebildet ist, so dass diese von der ersten Endflache zu der zweiten Endflache die 
auBere periphere Oberflache bedeckt. Die Beschichtung weist eine mit Keramik bespritzte Isolationsschicht auf, die 

45 durch ein thermisches Spritzverfahren und eine metallische Schicht gebildet ist. Dieser elektrokorrosionsbestandige La- 
geraufbau ist gekennzeichnet dadurch, dass eine Referenzebene zum Abschleifen der auBeren peripheren Oberflache und 
der ersten und zweiten Endflache der auBeren Laufrille durch eine innere periphere Oberflache der auBeren Laufrille de- 
finiert ist 

[0028] Entsprechend dieses Aspektes mussen, wenn nachuraglich die Beschichtung thennisch aufgespritzt wurde, die 
50 Endflachen und die auBere periphere Oberflache der auBeren Laufrille geschliffen werden, und die auBere Laufrille kann 
dem Schleifprozess unterworfen werden, wobei die auBere Laufrille durch die Referenzebene abgestutzt ist, die an seiner 
inneren peripheren Oberflache definiert ist. Seibst wenn daher mogliche Variationen mogliche Variation und Fehler der 
Schichtdicke der mit Keramik bespritzten Isolation in der Phase der Beschichtung der auBeren Laufrille auftreten, kann 
die aufgetragene Beschichtung auf den Endflachen und der auBeren peripheren Oberflache der auBeren Laufrille auf eine 
55 erforderliche Schichtdicke geschliffen werden, und denientsprechend weist der elektrokorrosionsbestandige Lagerauf- 
bau eine gunstige MaBgenauigkeit sowie eine Rotationsgenauigkeit auf, und eine elektrische Isolierungseigenschafl 
kann erhalten werden. 

[0029] Ein Verfahren zur Ilerstellung einer auBeren Laufrille fur einen elektrokorrosionsbeslandigen Lageraufbau enl- 
sprechend eines funften Aspektes der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung der auBeren Laufrille fur 

60 den elektrokorrosionsbeslandigen Lageraufbau, der in der Form eines konischen Walzlageraufbaus ist. Dieses Verfahren 
weist einen ersten Prozess zur Herstellung der auBeren Laufrille auf, der die Schritte zur Bildung einer inneren periphe- 
ren Oberflache in einem Laufring enlhalt, welcher eine konisch zulaufende Oberflache bildet, und Bilden einer Beschich- 
tung, die eine mil Keramik bespritzte Isolationsschicht aufweist, die durch ein thermisches Spritzverfahren erreicht wird, 
sowie eine metallische Schicht, die sich von einer Endflache zu der gegenuberliegenden Endflache der auBeren Laufrille 

65 uber eine auBere periphere Oberflache derselben erslrecken; und einen zweiten Prozess des Abschleifens der Endflachen 
und der auBeren peripheren Oberflache der auBeren Laufrille, die dann dem ersten Prozess unterworfen waren, unter Be- 
nuizung einer in den Laufring eingreifenden Einspannvorrichtung (Lehre), welche eine konische Oberflache aufweist, 
wobei die auBere Laufrille dem ersten Prozess unterworfen war und, der Laufring als Referenzebene benutzt wird. 

4 
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1 0030 1 Mil dicser Mclhodc kann. da dcr Lauding dcr auBeren Laufrilie, dcr cine konische Oberflache aufweisi, als Re- 
ferenzoberflache bcnui/J. wild, ohnc die Noiwendigkcii. cincr speziellcn Rcfcrcnzobernache auf der auBeren Laufrillc ini 
konischen Wiilzlagcraufbau. cin priiziscs Schleifen errcichl werden. Aus dieseni Grund kann mil cincr vercinfachlcn Mc- 
ihodc derjenige Bercich dcr Bcschichlung, dcr die Endflachen und auBcrc pcripherc Oberflache der auBeren Laufrilie 
iiherdeckt, auf cine crlordcrlichc Schichldickc gcschlilTcn werden, und dcmcnlsprechcnd weist der elcklrokorrosionshe- s 
slandige, konische Walzlageraufbau cine gunslige MaBgenauigkcit sowic cine Rotalionsgenauigkeit auf, und cine elek- 
trische I sol ierung sic i slung kann hergestelll werden. 

|0031 J Ein Verfahren zur Merslcllung einer auBeren Laufrillc fur einen eleklrokorrosionsbeslandigen Lageraufbau ent- 
sprechend eines sechslen Aspcklcs der vorliegenden Erfindung isl ein Verfahren zur Herstellung dcr auBeren Laufrilie fur 
den elcklrokorrosionsbeslandigen Lageraufbau. Diese Mclhodc weisl einen ersten Prozess zur Herstellung der auBeren io 
Laufrillc auf, welcher einen Schriu zur Bildung einer inneren peripheren Oberflache in eineni Lauiring aufweisi, und ci- 
nen Schritl zur Definition cincr Referenzoherflache, die eine zy lindrische Oberflache isl, die mil einer auBeren peripheren 
Oberflache auf einer inneren Peripherie konzentrisch isl ; und einen zweiten Prozess des Schleifens gegenuberliegender 
Endflachen und der auBeren peripheren Oberflache der auBeren Laufrillc, die dem ersten Prozess unterworfen war, durch 
Benutzung einer Lehre bzw. Einspannvorrichtung, die mil der Referenzoberflache in EingrirT treten kann. is 
10032] Entsprechend dieser Methode konnen die gegenuberliegenden Endflachen und die auBere periphere Oberflache 
der auBeren Laufrilie geschiilTen werden, wahrend die zu bearbeitende, auBere Lauirille mil der Referenzebene abge- 
sfutzt wird, die durch die zylindrische Oberflache beschrieben wird, die in einer inneren Peripherie der auBeren Laufrilie 
in konzentrischer Beziehung milder auBeren peripheren Oberflache der auBeren Laufrilie definiert isl. JenerBereich der 
mil Keramik besprilzlen Isolationsschicht, der die Endflachen und die auBere periphere Oberflache der auBeren Laufrilie 20 
bedeckt, kann aus diesem (irund bis zu einer erforderlichen Schichldickc geschlirYen werden, und dementsprechend 
weisl der elektrokorrosionsbeslandige Lageraufbau eine gunstige MaBgenauigkeit sowie eine Rotationsgenauigkeit auf 
und eine elektrische Isolierungs lei stung kann hergestellt werden. 

[0033] Weitere Vorteile, Merkniale und Einzelheilen der Erfindung werden deutlicher durch die folgende Beschrei- 
bung bevorzugter Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung in Verbindung mil den anliegenden Zeichnungen. Bei den anlie- 25 
genden Zeichnungen bezeichnen identische Bezugszeichcn identische Koniponenten in den verschiedenen Ansichlen, 
und 

[0034] Fig. 1 isl ein erlautemdes Diagramm, das einen Langsschnitt eines mil Keramik bespritzten Lagerrings zeigt, 
entsprechend eines ersten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung, und eine davon vergroBerte 
konzeptionelle Ansicht eines Bereichs; 30 
[0035J Fig. 2 isl ein Langsschnitt des mil Keramik bespritzten Lagerrings entsprechend eines zweiten bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung; 

[0036] Fig. 3 isl ein Langsschnitt des mil Keramik bespritzten Lagerrings entsprechend eines dritten bevorzugten Aus- 
fuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung; 

[0037] Fig. 4 isl ein Langsschnitt der mil Keramik bespritzten Lagerrings entsprechend eines vierten bevorzugten Aus- 35 
fuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung; 

[0038] Fig. 5 ist eine teilweise LangsansichU welche die Poren konzeptionell zeigt, die in dem mil Keramik bespritzten 
Lagerring vorliegen; 

[0039] Fig. 6A und 6B sind schematische Diagramme, die eine der Poren in dem mil Keramik bespritzten Lagerring 
vor beziehungsweise nach dem Abdichten zeigen; 40 
[0040] Fig. 7 isl ein schematisches Diagramm, das den Ablauf eines verwendeten Porenabdichtungsprozesses in der 
vorliegenden Erfindung zeigt; 

[0041] Fig. 8 ist eine schematische Langsansicht, die ein erhaitenes Ergebnis nach der Wiederabdichtung der Poren 
konzeptionell zeigt; 

[0042] Fig. 9 ist ein teilweiser Langsschnitt eines elektrokorrosionsbestandigen Walzlageraufbaus entsprechend eines 45 
funften bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung; 

[0043] Fig. 10 ist ein Langsschnitt eines Lagersyslems, das die elektrokorrosionsbestandigen Waizlageraufbauten ver- 
wendet; 

[0044] Fig. 1 1 A ist ein teilweiser Langsschnitt, der bei vergroBertem MaBstab eine auBere Laufrilie des elektrokorro- 
sionsbestandigen Walzlageraufbaus zeigt; 50 
[0045] Fig. 11B ist eine gleichartige Ansicht wie Fig. 11A, die eine auBere Laufrilie des konventionellen Walzlager- 
aufbaus zeigt; 

[0046] Fig. 1 2 ist eine gleichartige Ansicht wie Fig. 1 1 A, die ein sechstes bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel der vorlie- 
genden Erfindung zeigt; 

[0047] Fig. 1 3 ist ein teilweiser Langsschnitt von eines Lageraufbaus entsprechend eines sieblen bevorzugten Ausf uh- 55 
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung; 

[0048] Fig. 14 ist ein erlautemdes Diagramm, das den Ablauf eines Schleifprozesses zeigt , der auf die auBere Laufrilie 
des elektrokorrosionsbestandigen Walzlageraufbaus entsprechend eines achten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels der 
vorliegenden Erfindung angewendet wird; 

[0049] Fig. 15 ist eine Langsansicht des elektrokorrosionsbestandigen Walzlageraufbaus entsprechend einem achten 60 
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung; 

[0050] Fig. 16 ist ein teilweiser Langsschnitt, der bei vergroBerten MaBstab einen Bereich der auBeren Laufrilie des 
elektrokorrosionsbestandigen Walzlageraufbaus zeigt, die in Fig. 15 gezeigt wurde; 

[0051] Fig. 17 isl ein Langsschnitt der auBeren Laufrilie des elektrokorrosionsbestandigen Walzlageraufbaus entspre- 
chend eines neunten bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung; 65 
[0052] Fig. 18 isl ein erlautemdes Diagramm, das den Ahlauf des Schleifprozesses zeigt, der in der auBeren Laufrilie 
des elektrokorrosionsbestandigen Walzlageraufbaus angewendet wird, die in Fig. 17 gezeigt wurde; 
[0053] Fig. 19 ist ein Langsschnitt, der die auBere Lauirille des elektrokorrosionsbestandigen Walzlageraufbaus ent- 
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sprcchend eines zchnlcn bcvorzugt.cn Ausfuhrungsbeispicls der vorlicgenden Erfindung zcigt; 

|()054| Fig. 20 ist ein LangsschniU cines sclbsiausrichiendcn Walzlageraulbaus, dcr ein Beispiel dcs eleklrokorrosions- 
bestandigcn Walzlagcraufbaus ist; 

|0055] Fig. 21 isl ein LangsschniU cines sclbsiausrichiendcn Kugcllageraufbaus, dcr ein Beispiel dcs elektrokorrosi- 
5 onsbestandigen Walzlagcraufbaus ist; 

10056] Fig. 22 isl ein teilweiser LangsschniU dcs clektrokoiTosionsbcstandigen Walzlagcraufbaus enl sprcchend cines 
elfien bevorzuglen Ausfuhrungsbeispicls dcr vorlicgenden Erfindung: und 

|0057J Fig. 23A und 23B sind teilweise Langs sen ni ti e einer auBeren Laufrille cines aus deni im Stand der Technik bc- 
kannten Walzlageraulbaus. 

10 |0058] Ein ersl.es und zwcites Ausfuhrungsbeispiel der vorlicgenden Erfindung wird zuersl mil Bezug aui' die anlicgen- 
den Zeichnungen beschrieben. 

|0059] Wie in Fig. I gezeigt, enthalt ein mit Keramik bespritzler Lagerring 1, wie drin gezeigt, eine mit Keramik be- 
spritzie Isolationsschicht 3, die durch die Benutzung eines thermischen Spritzverfahrens auf einer Oberflache eines La- 
gerringelements 2 gebildet ist, das aus Stahl hergeslellt wurde. Wie konzeptionell in einem Kreis bei einem vergroBerten 
15 MaBstab im oberen rechten Bereich der Zeichnung gezeigt wird, umschlieBt dieser Kreis einen Bereich der mit Keramik 
bespritzte Isolationsschicht 3, gezeigt durch A, Poren 4 in der mil Keramik bespritzte Isolationsschicht 3, die durch fein- 
verteilte anorganische Partikel abgedichtet sind. Der dargestellte Lagerring 1 dienl zum Beispiel als auBere Laufrille ei- 
nes Walzlagcraufbaus. 

[0060] Obwohl in dem in Fig. 1 gezeiglen Beispiel der Lagerring 1 als eine auBere Laufrille (Lauf- bzw. Lagerring) ei- 

20 nes zylindrischen Walzlageraulbaus gezeigt worden isl, kann die vorliegende Erfindung ebenso auf die auBere Laufrille 
eines Rillenkugellageraufbaus, wie in Fig. 3 gezeigt, angewendet werden. Der Lagerring 1 braucht nicht immer von der 
auBeren Laufrille begrenzt sein, sondern konnte eine innere I.aufrille (Lauf- bzw. Lagerring) des zylindrischen Walzla- 
geraufbaus oder des Rillenkugellageraufbaus sein, wie in Fig. 2 oder 4 gezeigt. Wo der Lagerring 1 die auBere Laufrille 
biidet, ist die mit Keramik bespritzte Isolationsschicht 3 abgelagert worden, urn den gesamten auBeren Oberflachenbe- 

25 reich der auBeren Laufrille einschlieBlich gegenuberliegender Endflachen und eine auBere periphere Oberflache davon 
zu bedecken, wahrend, wo der Lagerring 1 die innere Laufrille bildet, wird die mit Keramik bespritzte Isolalionsschichl 3 
abgelagert, urn den gesamten inncrcn Obcrflachcnbcrcich dcr inncrcn Laufrille einschlieBlich gegenuberliegender End- 
flachen und eine innere periphere Oberflache davon zu bedecken. Wenn der Lagerring 1, der die mit Keramik bespritzte 
Isolationsschicht 3 aufweist, zusammen mit der inneren Laufrille oder der auBeren Laufrille sowie Walzelementen kom- 

30 biniert wird, kann ein eleklrokorrosionsbestandiger Walzlageraufbau entstehen. 

[0061] Ein Abdichlungsprozess zur Abdichtung von Poren in der mit Keramik bespritzten Isolationsschicht 3 wird nun 
beschrieben. Wie konzeptionell in Fig. 5 gezeigt ist, hat die mit Keramik bespritzte Isolationsschicht 3, die auf einer 
Oberflache eines Werksstucks 2A durch die Benutzung eines thennischen Spritzverfahren gebildet wurde, eine Vielzahl 
von Poren 4, die zwischen gespitzten pulvrigen Partikeln 6 gebildet werden, die unzureichend geschmolzen worden sind. 

35 Das gezeigte Werkstiick 2A reprasentiert das Lagerringelement 2, das in Fig. 1 gezeigt ist. Wie in Fig. 6A gezeigt, konn- 
ten einige der Poren 4 sich vollstandig uber die Dicke der mit Keramik bespritzten Isolationsschicht 3 ausdehnen sowie 
mit entsprechenden Oberflachenbereichen des Werkstucks 2A, infolgedessen mit der Atmosphare, in Kontakt stehen. 
[0062] Eine Mischung eines hochfluchtigen organischen Losungsmittels wie zum Beispiel Aceton, Ethanol, Alkohol 
oder dergleichen mit einem feinverteilten Pulver von anorganischem Material, wie zum Beispiel Kieselerde oder Kera- 

40 mik, etwa Aluminiumoxid oder dergleichen, wird in die Poren 4 impragniert, wie in Fig. 7(A) gezeigt, und danach wird 
das Werkstiick 2A ruhen gelassen oder erwarmt, urn das organische Losungsmittel zu verfluchtigen, wie in Fig. 7(B) ge- 
zeigt ist, so dass nur die feinverteilten anorganischen Partikel 5, aufgefullt in den Poren 4, erhalten bleiben. 
[0063] In der Folge konnen, da die Poren 4 mit dem feinverteilten anorganischen Partikel 5 aufgefullt worden sind, wie 
in Fig. 6B gezeigt. die Poren 4 im wesentlichen vollstandig abgedichtet werden. Dementsprechend kann elektrisch lei- 

45 tendes Material das in die mit Keramik bespritzte Isolationsschicht 3 eindringen wiirde, wie etwa gasformige oder fliis- 
sige elektrisch leitende Materialien, z. B. eine Dampfkomponente und/oder eine Feuchtigkeitskomponente aus der At- 
mosphare, vorteilhaft abgeschirmt werden, urn eine geeignete elektrischen Isolierungsleistung sicherzustellen. 
[0064] Das anorganische Material wird im Allgemeinen nicht physikalisch durch Veranderung in Umgebungsbedin- 
gungen wie Temperatur und/oder relati ver Luftfeuchtigkeit beeinflusst und wiirde deshalb, falls es in der Form eines Pul- 

50 vers 5 benutzt wird, der Unterschied in elektrischer Isolierungsleistung, welcher durch Materialaspekte beeinflusst wird, 
auBer Betracht gelassen. Auch wahrend eines Impragnierungsschrittes des Abdichtungsprozesses kann ein Phanomen 
eingesetzt werden, in welche kapillare Wirkung angewendet wird. um es der Mischung der organischen Losungsmittel 
mit dem feinverteilten anorganischen Partikel zu erlauben, die Pore 4 unter der Atmospharenbedingung zu impragnieren. 
Dementsprechend kann, im Vergteich zu der Benutzung einer atmospharischen Impragnierungsvorrichtung, eine Impra- 

55 gnierung mit der Mischung mit einem vereinfachten Prozess erreicht werden, und aus diesem Grund kann die Anzahl der 
Dinge, die wahrend des Prozesses gesteuert werden, zum Beispiel die Konzentration der Mischung, die Prozesstempera- 
tur und dergleichen andere, vorteilhaft reduziert werden, mit der Konsequenz, dass jede Variation des Prozesses selbst 
unterdruckt werden kann. AuBerdem kann, da es ein vereinfachter Prozess ist, der notwendige Aufwand durch Durch- 
fuhren des die Prozess ebenfalls reduziert werden. 

60 [0065] Folglich ist es moglich, da das Material zur Abdichtung der Poren 4 in der Form von feinverteilten anorgani- 
schen Partikel aus Keramik oder dergleichen vorliegt, jede Variation des Materials selbst kontrolliert zu unterdrucken, 
und der verwendete Prozess von einer Art isl, der es erlaubt unter normalen Atmospharenbedingungen durchgefiihrt zu 
werden, zur Reduktion von Faktoren beizulragen, die sons! zu mechanischen Fehlern in der Bearbeitungsvorrichtung 
und zu erhohtem Bearbeitungsaufwand fuhren wurden. 
65 [0066] Ein experimentelles Beispiel wird nun beschrieben. 

[0067] * Inter Benutzung einer auBeren Laufrille eines zylindrischen Walzlageraufbaus, gezeigt in Fig. 1, und einer au- 
Beren Laufrille eines Rillenkugellageraufbaus nach Fig. 3 fur den Lagerring 1, wird cine mil Keramik bespritzte Isolati- 
onsschicht 3, die auf einer auBeren Peripherie von jeder der auBeren Laufrillen. wie in den Fig. 1 und 3 gezeigt, durch 
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Mine! cincs (hern rise hen Sprilzvcrfahrens gcbildci. Dicse auBeren Laufrillen weisen passend eine mil Keramik bespril/lc 
Isolationsschicht. 3 auf, diedanach deni Abdichlungsprozcss unterworfen wird. Besonders wahrend dieses Abdichlungs- 
prozcss wird eine I^osung, die eine Mischung cincs organischen Losungsmillcls und ein fcinvertcilles I^ulver von Alunii- 
niumoxid cnlhalt, inipragnierl, und das organische Losungsniillcl, wird verfluchligt, wie unler Bczugnahmc auf das vor- 
hergehende Ausfiihmngsbeispiel heschricben. Die feinvcrleillcn Aluminiumoxidparlikel haben cine PatlikelgroBc von 5 
0.05 bis 20 urn. 

|0068| ALs ein Ergebnis dieses Abdiehlungsprozesses hat sich gezeigl, dass der Isolierungswiderstand gleieh oder gro- 
wer als 100 MQ/500 V Last bei jeder dieser auBeren Laufrillen erhalten werden konnie. 

1 0069 J Wo es gewunscht isl, dass die Isolationsleistung weiler /.unimniL, isl das Verlahren, das nun beschricben wird, 
anwendbar. Obwohl die Poren mil dem feinverteillen anorganischen Parlikel 5 abgedichrel. werden, bleiben feinere Poren 10 
zwischen den feinverteilten anorganischen Parlikeln 5 ubrig, die dann als Poren aufzufullen sind. In diesem Fall kann, 
nachdem die Poren durch die Verwendung der Mischung des organischen Losungsmitfel mil der feinverteilten anorgani- 
schen Partikel abgedichtet worden sind, ein harziges Material (ein synl.het.isc her Harz), das imstande ist, sich von einer 
flussigen Phase zu einer feslen (solid) Phase umzuwandeln, effektiv verwendei werden, um eine Abdichtung der Poren 
zu erreichen. Die Benutzung des synlhetischen Harzes 7, um die feinverteilten anorganischen Partikel 5 innerhalb der Po- 15 
ren 4 zu verankern, wahrend Zwischenraume zwischen den feinverteillen anorganischen Partikeln 5 gefullt werden, isl 
wirksam, um die Porenabdicht.ung zu verbessern. Der sekundare Abdichtungsprozess kann, wahrend das harzige Mate- 
rial verwendei wird, auf dasoben Bczug genommen wurde, zu einen zusalzlichen Vorleil fuhren, so dass die feinverieil- 
ten anorganischen Partikel 5, die wahrend des priniaren Abdichtungsprozesses zuni Auffiillen der Poren benutzt werden, 
nur noch schwer aus den Poren 4 herausgespiilt werden konnen. 20 
[0070] Demenlsprechend kann die elcktrische Isolierungslcislung zunchmen. 

|0071] Fig. 8 zcigt. die Beschaftenheil womit, als Ergebnis des sekundaren Abdichtungsprozesses, das synthetische 
Harz 7 die feinverteillen anorganischen Parlikel 5 innerhalb jeder Pore 4 verankert, wahrend Zwischenraume zwischen 
den feinverteilten anorganischen Parlikeln 5 aufgefullt werden. Es isl zu betonen, obwohl das synthetische Harz 7, wie 
hierin gezeigl, in die ganze Pore 4 eindringt, das synthetische Harz 7 nicht not wendigerweise in einen tiefen Bereich 4a 25 
von jeder angrenzenden Pore 4 des Lagerrings eindringen muss, aber es konnie in jede Pore 4 eindringen, in einem sol- 
chen Umfang, um einen offenen Bereich 4b von jeder cntfcrnt.cn Pore 4 aus dem Lagcrringclcmcnt 2 abzudecken. 
[0072] Wahrend der vorhergehende Lagerring als ein Lagerring fur und von verschiedenen Maschinen, Ausriistungen 
und Bestandteile benutzt werden kann, konnte es eine auBere oder innere Laufrille eines Wiilzlageraufbaus sein. In die- 
sem Fall kann der elekirokorrosionsbestandige Lageraufbau, der eine exzellente elektrische Isolierungsleislung aufweist, 30 
hergeslellt werden. 

[0073] Nachstehend wird ein driller Aspekt (Ausfuhrungsbeispiel) der vorliegenden Erfindung ink Bezug auf die Fig. 

9 bis HA beschrieben. 

[0074] Der darin gezeigte elektrokorrosionsbestandige Walzlageraufbau 8 weist innere und auBere Laufrillen 9 und 10 
auf, die innere und auBere Lagerringe bilden, wobei eine Mehrzahl von Walzelementen 12 zwischen den inneren und au- 35 
Beren Laufrillen 9 und 10 liegt, walirend sie an einem Kafig bzw. einer Aufnahme 11 befestigt sind Die auBere Laufrille 

10 weist auf seinem gesamten au Beren Oberflachenbereich eine Beschichtung 13 auf. Dieser Lageraufbau 8 ist in der 
Form eines konisch zulaufenden Walzlageraufbaus, und infolgedessen hat die innere Laufrille 9 seine gegenuberliegen- 
den En den einstuckig mil entsprechenden Rippen 9a und 9b gebildet, wahrend die auBere Laufrille 10 ohne Rippe (Kra- 
gen, collar) ist. Die Walzelemente 12 sind in der Form einer konisch zulaufenden Walze ausgebildet. 40 
[0075] Die Beschichtung 13 an der au Beren Laufrille 10 bedeckt den gesamten au Beren Oberflachenbereich der auBe- 
ren Laufrille 10, einschlieBlich einer au Beren peripheren Oberflache 10a und gegenuberliegenden Endflachen 10b und 
10c. Wie bei vergroBertem MaBstab in Fig. 1 1 A gezeigt, bildet ein Bereich 13a der Beschichtung 13, der auf der au Beren 
peripheren Oberflache 10a der auBeren Laufrille 10 abgelagert ist, und ein anderer Bereich 13b der Beschichtung 13, der 
auf einer belastungsseitigen Endflache 10b der auBeren Laufrille 10 abgelagert ist, eine dreischichtige Struktur, ein- 45 
schlieBlich einer metallischen Schicht 14, welche die innerste Schicht ist, einer mit Keramik bespritzten Isolationsschicht 

15, welche eine Zwischenschicht ist, und einer metallischen Schicht 16, welche die auBerste Schicht ist Ein weiterer Be- 
reich 13c der Beschichtung 13, der auf einer nichtbelastungsseitigen Endflache 10c der auBeren Laufrille 10 abgelagert 
ist, besitzt eine Anzahl von Schichten, die um eine weniger als der Rest der Beschichtung 13 ist und eine doppelschich- 
tige Struktur bildet, einschlieBlich einer metallischen Schicht 14 als innerste Schicht und einer mit Keramik bespritzten 50 
Isolationsschicht 15 als auBerste Schicht. Mit anderen Worten kann eine metallische Schicht, die der metallischen auBe- 
ren Schicht 16 entspricht, aus den Bereichen 13a und 13c der Beschichtung 13 weggelassen werden, die auf der auBeren 
peripheren Oberflache 10a und der nichtbelastungsseitigen Endflache 10c abgelagert sind. Aufgrund der Struktur der ko- 
nisch zulaufenden Lager struktur, ist eine der gegenuberliegenden Endflachen der auBeren Laufrille 10 der einen kleine- 
ren Durchmesser aufweisenden Seite als belastungsseitige Endflache 10b definiert, wobei die andere der gegenuberlie- 55 
genden Endflachen der auBeren Laufrille 10 auf einer einen groBen Durchmesser aufweisenden Seite die nichtbela- 
stungsseitige Endflache 10c definiert. 

[0076] Obwohl jeweilige Ecken, definiert. zwischen der auBeren peripheren Oberflache 10a der auBeren Laufrille 10 
und den gegenuberliegenden Endflachen 10b und 10c abgeschragt sind, konnte die abgeschragte Ecke, definiert zwi- 
schen der auBeren peripheren Oberflache 10a und der nichtbelastungsseitige Endflache 1 0c, ent.weder eine doppelschich- 60 
tige Beschichtung, wie es der Fall mit dem Bereich 13c auf der belastungsseitige Endflache 10c ist, oder eine dreischich- 
tige Beschichtung aufweisen, wie es im Fall der Bereichs 13a auf der auBeren peripheren Oberflache 10a der auBeren 
Laufrille 10 ist. 

[0077] Wo die Beschichtung 13 der dreischichtigen Struktur verwendei wird, bilden die metallischen Schichten 14 und 
16 und die mit Keramik bespritzte Isolationsschicht 15 eine thcrmisch bespritzte Schicht. Die auBerste Metallschicht 16 65 
konnte eine bearbeitele Oberflache aufweisen. Mit anderen Worten, die metallische Schicht 16 ist thermisch, einschlieB- 
lich einer Schleifzugabe, auf eine Dicke besprilzt und wird, nachdem es thermisch besprilzt wurde, bearbeitet oder ge- 
schliflen, um eine auBere diamelrale Oberflache einer erforderlichcn Abniessung zu bilden. 
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1007X1 Das ihcntrischc Spril7.cn istcin Prozesszur Bildung einer Oberflachenschichl (lurch Schn.elzen eines Materials 
(pulvrig Oder slabformig odcr dergleichcn.l, das bei eincr ullrahohcn Te.t.peralur zu... Spri.zen verwendet wird; das Her- 
ausspri7y.cn dcr Schmclzc gegen das Werks.uck bildcl dadurch die Oberflachenschichl. Damn jedoch die Hall ah.gkc . 
/.uninm.l, is. cs wunschenswert, eine ihcrmische Sprily.vorrich.ung von einer Art zu verwenden, die eine rclauv hohe (ul- 
irahohe) Slrahlgeschwindigkeil sowie cine ullrahohc Tc.nperalnr errcichen kann. utn audi geeignele Spnlzhcdingi.ngen 
zu schaffen und /.u verwenden. , „„.,j„„ c yi,n 

100791 rede dcr metallischen Schichlen 14 und 16 und die mil Keramik bespntzle Isolalionsschich 15 wtrdtn saml- 
lichsl in Form dcr Ihermisch bespritzten Schichi gebildcl und enthallen darin die feinen Poren; und deshalb wird nach 
dem Ihermischcn Spriizcn der vorher erwahnle Abdichlungsprozess durchgetuhrt. 

10080] Bin Keramikmaterial, das fur die mil Keramik bespriizie Isolalionsschich. 15 verwendet werden kann we.st 
mel allische Oxide auf wie zum Beispiel Aluminiumoxid (Al 2 0 3 ), graues Aluminiumoxid, Tilanoxid (TiO,) oder Chrom- 
oxid (CroOs), oder ein gemischtes Metalloxid, das eines von diesen als ein Basismatenal enthalt 

10081] Wn Material Fur jerie der metallischen Schichlen 14 und 16 enthalt Al, Ni. Cr oder Fe oder e,n gemisch.es Ma- 
terial, das eine Mischung von diesem aufweist. Bevorzugl id das Material fur jededer metallischen Schichlen 14 und 16 
von einer Art, die relaliv weich is. und eine V.cker-Harte Hv von nicht groBer als 450 zeigt besser nicht groBer als 300 
nach dem Ihermischen Spritzen. .Tede der metallischen Schichlen 14 und 16 ist ein mchtisol.erendes Matenal und weist 
deshalb bevorzugl eine elekirische Leitfahigkeil auf. 

100821 Fiu 10 illusirien ein Lagersyslem, dass zwei elckirokorrosionsbestandige Walzlageraufbauten 8 yerwendeU 
wobei iedci Aufbau 8 in Fig. 9 gezeigl isL Die zwei elck.rokorrosionsbestandigen Walzlageraufbauten 8 sind innerhalb 
eines Gehauscs 17 in einer Weise mil ihrer hintersten Seile jeweils gegen uberstehend angeordnet wahrend die jewe.l.gen 
Riickseiten der Lageraufbauten 8, dass heiBl die einen kleineren Durchmesser aufweisende Endflache 10b der zugehori- 
gen auBeren Laufrillen 10. in Abslutzung mil den Rippen 17a gehallen werden, die auf der inneren penpheren Oberflache 
des Gehauses 17 gebilde. sind. Die jeweiligen auBeren Laufrillen 10 der Lageraufbauten 8 s.nd pressgepasst an das Ge- 
hause 17 und sind infolgedessen an der inneren peripheren Oberflache des Gehauses 17 befesUgt. jeweihgen inneren 
LaufnUen 9 der Lageraufbauten 8 s.nd fest oder lose auf einer auBeren peripheren Oberflache einer Welle 18 angebracht . 
Die innere Laufrille 9 des rechlsseiligen Lagerauftaus 8 is., wie darin gezeigl, ...it einen, nngfort.ngen Absatz 18a i einer 
S.ufc 18a, die auf dcr Welle 18 gebildcl ist, verschen, und die jeweiligen inneren LaufnUen 9 dcr Lageraufbauten 8 s.nd 
test gegen den ringformigen Absatz 18a mit.els eines mannlichen Schraubenelenients befesngt, oder m.t.els eines An- 
schlagrings (nicht gezeigl) mil einem inneren Laufrillen-Dislanzsiuck 19. der zwischen der inneren Lautnlle 9 und ei- 
30 nem anderen inneren LaufriUen-Distanzstuck 20 vorgesehen ist. . . ™ a n M/ . hl/ , ht „ no n vnn 

10083] Da bei den eleklrokorrosionsbestandigen Walzlageraufbauien 8, gezeigl in Fig. 9, dieBeschichujng 13 von 
dreischichliger Slruk.ur ist. mil n.etallischer Schichi 14, der mi. Keramik bespritzten Isolationsschicht 15 und der metal- 
lischen Schichi 16. is. der Einfluss der mit Keramik bespritzten Isolationsschicht 15 zwischen der auBeren Lautnlle 10 
und dem Gehause 17 wirksam fur eine Isolierung dazwischen, und eine elektrische Isolationsergenschatt kann s.cherge- 
steUt werden zwischen dem Gehause 17 und der Welle 18, die innerhalb der inneren Laufrille 9 eingefuhrt. r D'e >nners e 
metallische Schicht 14 dient dazu. die Haftfahigkeit der mi. Keramik bespritzten Isolationsschicht 15 zu verbessen,. Die 
auBerste metallische Schicht 16 dient, zu verhindem, dass die mil Keramik bespritzle Isolationsschicht 15 wahrend einer 
Presspassung der auBeren Laufrille in dem Gehause 17 abblaltert, wenn die auBere Lautnlle 10 in das Gehause 17 unter 

^^S^^^S^ darin. dass die Anzahl der Schichten der Beschichtung 13 in dem 
Bereich 13c auf der Nichlbelastungsseite einer Endflache 10c der auBeren Laufrille 10 kleiner ist als »ni Ber«ich 13a der 
Beschichtung 13, der auf der auBeren peripheren Oberflache 10a de. auBeren Lautnlle 10 abgelagert ist. Mit anderen 
Worten ist ein Bereich der bespritzten Schichten gegenuber der dreischichtigen Struktur der Beschichtung 13, wie ,n Fig 
11B gezeigl, reduzierl. Demenlsprechend kann der Spritzprozess entsprechend vereinfacht werden und I die Anzahl der 
Prozlssschritte und die Bearbeitungszeit kann ebenfalls reduzierl werden, was zu einer Reduktion des Aufwands fuhrt. 
DTdte P^sition, wo die Anzahl der bespritzten Schichlen in diesem Bereich 13c reduzien ist, wo es die mchtbelastungs- 
seitige Endflache 10c der auBeren Laufrille 10 bedeck., und ein Bereich der mil Keramik bespntzten Isolationsschicht 15 
bedeckt als auBerste Schicht in diesem Bereich 13c verwendet wird, besteht kern Problem mit ungenugender Starke der 
Beschichtung 13 wahrend der Benutzung des Lageraufbaus 8 und/oder dessen Montage, und eine ausreichetide , elekm- 
sche Isolationseigenschaft kann sichergesteUt werden. Unter Vermeidung jeghcher moghcher Reduktion in Funktionali- 
tat der Beschichtung 13, kann folglich der Aufwand als Result*! der Reduktion der bespntzten Schichten reduzierl wer- 

?0085] Auch ira FaU des konischen Walzlageraufbaus ist. da die Kuhlung wahrend des Spritzprozesses, wie oben be- 
schreiben, verwendet wird, der Bereich 13c der Beschichtung 13 an der einen groBen Durchmesser aufweisenden End- 
flache 10c der Gefahr von Bildung von Gralen wahrend des Spritzprozesses ausgesetzt. Da jedoch aufgmnd | dieses ; be- 
vorzugten Ausfuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung die Anzahl der Schichten der Beschichtung 13 an der einen 
groBen Durchmesser aufweisenden Endflache 10c reduzierl ist, wie oben im Detail diskut.ert, konnen Grate kaum ent- 

[OOlS" Nachstehend werden die Resultale von Experimenten beschrieben. Da ein Bereich der bespritzten Schichten 
eliminiert ist, wurde eine Reihe von Tests durchgefuhrt, urn die Anwesendheit oder Abwesendhe.t von Rissen nach ei- 
nem Fall auf einen Boden zu bestimmen. und auch urn zu bes.immen, ob der Isolierungsw.derstand vernngert wurde. 
Muslerbeispiele bildcten die auBere Laufrille 10, die in Verbindung mil den. Ausiuhrungsbe.spiel bezogen auf Fig. 1 A 
beschrieben worden ist, und die Beschichtung 13 der auBeren Laufrille 10, die dreischichlige Struktur, w,e ,n F,g 11B 
gezeigl aufweist. Die Tests wurden durch Fallenlassen der Muslerbeispiele aut erne E.senp atte von einer Position 100 
Millimeter hoch oberhalb der Eisenplatle durchgefuhrt, und eine Bestim.iiung der Anwesendheit oder Abwesendheil von 
Rissen in der mi. Keramik bespritzten Isolationsschicht 15 wurde in jedem der Muslerbeispiele sowie eine Messung , des 
Isolierungswiderstands durchgefuhrt. Als Bereich von jedem der auBeren Laufrillen 10, der zuerst auf die Eisenplatte 
aufprall. wenn ein Fallen von der Position 100 Millimeier hoch oberhalb der Eisenplatle durchgetuhrt wurde, wird die 
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abgeschragle Ecke /.wischen dcr auBeren pcriphcrcn Oberflache 10a und der cincn groBen Durchmesscr aufwcisendcn 
Endflache 10c ausgcwahlt. Resultate dieser Tests wcrden in dcr in unieren Tabcllc 1 gezeigt. 



'labelle 1 
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Messung des Isolierungswi- 
derstands 
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Erschei- 
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Vor dem Test 


Nach dem Test 






500V 


1000V 


500V 


1000V 




Konisches Walzlager 
aus der Erfindung 
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8 
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Schramme 
/Mar ke 

gef unden 


Konventionelles koni- 
sches Walzlager 


8 


8 


8 


8 


Schramme 
/Mar ke 

gef unden 



|0087] Die Resultate der Messung, die in Tabelle 1 gezeigt sind, zeigen klar, dass weder Risse noch eine Reduktion im 
Isolierungswidersland gefunden wurde, als die auBeren Laufrillen auf die Eisenplatte fallen gelassen worden sind, folg- 
lich bcwcist dies, das bcidc auBere Laufrillen in dcr Praxis verwendet wcrden konncn. 

[0088J Es ist zur Kenntnis zu nehmen, dass, obwohl es in dem vorher beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel beschrieben 
worden isl, die Beschichtung 13 prinzipiell die dreischichlige Struktur aufweist, wobei ein Bereich 13a der Beschichtung 
13A, der die auBere periphere Oberflache 10a der auBeren Laufrille 10 bedeckt und ein anderer Bereich 13b der Be- 
schichtung 13A, dcr die belaslungsseitige Endflache 10b der auBeren Laufrille 10 bedeckt, eine doppelschichtige Struk- 
tur aufweisen kann, die die mit Keramik bespritzte Isolalionsschicht 15 verwendet als die innersle Schicht und die me- 
tallische Schichl 16 als die auBerste Schicht, wie in Fig. 12 gezeigt. In diesem Fail hat ein weiterer Bereich 13c der Be- 
schichlung 13A, der die nichtbelastungsseitige Endflache 10c der auBeren Laufrille 10 bedeckt, eine Anzahl der Schich- 
ten, die urn eins weniger als an dem Bereich 13a isl, der die auBere periphere Oberflache 10a der auBeren Laufrille 10 be- 
deckt, und folglich wurde nur die mit Keramik bespritzte Isolationsschicht 15 dort abgelagert. 

[0089] Da ferner im Falle dieses Ausfuhrungsbeispiels die bespritzte Schicht, die in direkt Kontakt mit der auBeren 
Laufrille 10 gehalten wird, die mit Keramik bespritzte Isolationsschicht 15 ist, sind Oberflachenbereiche 10a, 10b und 
10c der auBeren Laufrille 10, wo die mit Keramik bespritzte Isolationsschicht 15 durch den thermische Spritzprozess ge- 
bildet wurde, bevorzugt durch Oberflachenbehandiung behandelt, urn die Haftfahigkeit zu erhohen. Diese Oberflachen- 
behandlung konnte mittels eines Sandstrahlverfaliren zuin Aufrauen der Oberflachenbereiche 10a, 10b und 10c der au- 
Beren Laufrille 10 durchgefuhrt werden. 

[0090] Wenn die Beschichtung 13 vorbereitet wird, urn eine doppelschichtige Struktur wie oben beschreiben aufzuwei- 
sen, kann der Spritzprozess weiter vereinfacht werden. In diesem Fall kann, da der Bereich 13c der Beschichtung 13, der 
die nichtbelastungsseitige Endflache 10c der auBeren Laufrille 10 bedeckt, eine einschichtige Struktur darstellt, erstellt 
durch die mit Keramik bespritzte Isolationsschicht 15. die Anzahl der Prozessschritte und die Bearbeitungszeit demnach 
weiter reduziert werden, was zu einer Reduktion im Aufwand fuhrt. In dem Fall des konisch zulaufenden Walzlagerauf- 
baus wird, falls die einen groBen Durchmesser aufweisende Endflache, dass heiBt die nichtbelastungsseitige Endflache 
10c der auBeren Laufrille 10, vorbereitet, urn die einschichtige Struktur der bespritzten Schicht zu bilden, und es wird 
eine Bildung von Graten (burrs), welche andernfalls aus dem Kuhlen wahrend des thermischen Spritzens resultieren 
wurde, wirksam verhindert. 

[0091] Fig. 13 illustriert ein weiteres bevorzugtes Ausfiihrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Der darin gezeigte 
elektrokorrosionsbestandiger Walzlageraufbau 8A ist von der Form eines zylindrischen Walzlageraufbaus, wobei die in- 
nere Laufrille 9A ohne Rippe ist, die auBeren Laufrille 10A gege n liber liegende Enden aufweist, die mit jeweiligen Rip- 
pen gebildet werden, und die Walzelemente 12A liegen in der Form von zylindrischen Walzen vor. 
[0092J Die Beschichtung 13A ist auf der auBeren Laufrillen 10A so gebildet, dass nicht nur die auBere periphere Ober- 
flache 10 A a der auBeren Laufrille 10A, sondern auch die gegenuberliegenden Endflachen 10 Ac und 10 Ac zu bedecken 
sind. Ein Bereich 13Aa der Beschichtung 13A, der die auBere periphere Oberflache lOAa der auBeren Laufrille 10A be- 
deckt, reprasentiert eine dreischichtige Struktur, die die innerste metallische Schicht 14, die auBerste metallische Schicht 
16 und die mil Keramik bespritzte Isolationsschicht 15 zwischen den auBerste n und innersten metallise hen Schichten 14 
und 16 liegend aufweist . Ein anderer Bereich 13Ac der Beschichtung 13A, die jede die nichtbelastungsseitige Endflache 
lOAc der auBeren Laufrille 10A bedeckt, bildet eine Schichtstruktur, in welchem die Anzahl der Schichten urn eins we- 
niger ist, als an dem Bereich 13Aa, der die auBere periphere Oberflache lOAa bedeckt und nur die innerste metallische 
Schicht 14 und die mit Keramik bespritzte Isolationsschicht 15 aufweist, die als auBerste Schicht dient. In dem Fall des 
zylindrischen Walzlageraufbaus, bei den die rippenfreie innere Laufrille verwendet wird, dienen aufgrund seiner Struk- 
tur die gegenuberliegenden Endflachen 10 Ac und 10 Ac der auBeren Laufrille 10A als nichtbelastungsseitige Endflachen. 
[0093] Wie oben beschrieben kann, sogar wenn die vorliegende Erfindung auf den zylindrischen Walzlageraufbau an- 
gewendet wird, der Bereich 13Ac der Beschichtung der die nichtbelastungsseitige Endflache lOAc der auBeren Laufrille 
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10A bedeck, mil dcr An/.ahl der Schichten klciner sein als die des Bcrcichs 13Aa der Beschichtung, der die iiuBcrc pe- 
riphere Oberflache lOAa bedccki. und kann deshalb cine exzcllcnte cleklrischc Isolaiionseigenschall aulwciscn AuBcr- 
dem kann, utn die Ilaflfiihigkcil dcr mil Keran.ik besprilzlcn Isolalionsschichl 15 auf dem Lagcmng 10A und un. die 
Verhinderung der Moglichkcil der mil. Keran.ik bespri.zle Isolalionsschichl 15 zur Abtrennung sichcrzuslellcn, der 
Spri.zproz.ess vereinfach. werden, und die An/.ahl der Prozessschrille und die Bearbeilungsze.l kann ebenlalls reduzieri 
werden, was zu eincr Rcduklion des Aufwands fuhrt. 

|0094] Jeweilige Ausfuhrungsbeispiele des vierien bis sechsten Aspekles der vorhegenden fcrnndung werden nun mil 
hcsondereiTi Bezuc auf die Via. 14 bis 23 beschrieben. 

WH\ We Tic tm. 15 ge/eigl. enthal. der clek.rokorrosionsbcstandige Lagerau.bau die Walzelemente 12, die zw.- 
schen den inneren und auBeren Laufrillcn 9 liegen und, wie in Fig. 16 gezeigt, eine Beschich.ung 13, die liber dem ge- 
samlen auBeren Oberflachenbereich der auBeren Laufrille 10, einschlieBlich der gegenuberhegenden Endflachen und dcr 
auBeren peripheren Oberflache davon, gebildel wird, wobei die auBere Laufrille 10 an einen, Lagergehause (n.chl ge- 
zeigt) angebrachtist. Dieser Lageraufbau wird zur Unterstutzung. z.um Beispiel ^ 7ZS^ 
power plan.) eines Schienenfahrzeuges benutzt und is. in der Forn. ernes komschen Walz ageraufbaus emschheBlich dcr 
auReren Laufrille 10 mil konischeni Laufring 10d. aufgebaut. Der Laufring lOd, der eine konisch zulaufende Oberflache 
biWtet bildet eine Referenzebene fur einen Schleifbe.rieb der Beschich.ung 13. D.e Walzelemente 12 sind innerhalb ent- 
spreehender Behal.er. die durch cine Aufhahme oder einen Kafig 11 definiert sind, auftewahrt. Material, aus den. jedes 
der inneren und auBeren Laufrillcn 9 und 10 sowie die Walzelemente 12 gebildel is., ist Meiall, wie lagemughcher Stahl. 
1 0096] Die Beschichtung 13 ist von einer doppelschichligen S.ruklur, einschlieBlich einer nut Keramik bespntzten Iso- 
lalionsschichl, direk. thennisch fur die auBere Laufrille 10 auf das Material gespnlzt, und eine metallische Schicht ist 
ihermisch aufgesprilzt. un. so die mil Keran.ik bespri.zle Isolalionsschichl zu bedecken. Die auBere penphere Oberflache 
13g und die gtgenubcrliegenden Endflachen 13h und 13i sind, nachdem sie therm.sch gespnlzt wurden. auf eine gctor- 
der,c SchichTdicke geschliffen worden. Anstelle dcr Benu.zung der doppelschichligen Struktur der Besch.c i.iing 13 
konn.e eine drcischichtige Struktur verwendel werden, die in der Reihenlolge der Matenal.en tur die auBere Laufrille 10, 
cine metallische Schicht, eine mi. Keran.ik bespritzte Isolationsschicht und eine Metallschich. enthalten, oder eine em- 
schichlige S.ruklur einschlieBlich der nur mil Keramik bespntzten Isolalionsschichl konn.e verwendel werden. Ungeach- 
tc. oh die Beschichtung 13 von dcr cinschich.igcn Struktur oder von dcr mchrschichugen Struktur tst, ist die nut Kera- 
mik bespritzte Isolationsschicht im wesentlichen eine isolierende Schicht. Die auBerste metallische Scluchl ist eine 
Schicht die ein Verhindem einer Abtrennung wahrend einer Presspassung in das Lagergehause vors.eht, wobei die in- 
ners.e metallische Schicht als Schicht zur VergrdBerung der Haf.fahigkeit der mi. Keram.k bespn.z.en Isolationsschicht 
relativ zu dem Material der auBeren Laufrille 10 vorgesehen ist. Es is. zur Kenn.ms zu nehmen, das s Fig. 6 den , FaU 
zeigl, bei welchem die Beschichtung 13 von der einschichtigen Struktur nur d.e nut Keramik bespritzte Isolationsschicht 

WW Fig. 14 zeigl den Ablauf des Schleifens der auBeren Laufrille 10 des vorher beschriebenen Lageraufbaus. Ins- 
besondere (A) bis (D) von Fig. 14 zeigen eine vorbereitende Phase des Schleifprozesses vor einer Beschichtung der e.n- 
zigen Z Keramik bespritzte Isolationsschicht 3 auf der auBeren Laufrille 10, wobei (E) bis (G) von Fig. 14 eine finale 
Phase des Schleifprozesses nach der Beschichtung der einzigen mil Keramik bespntzten Isolationsschicht 3 zeigen, wo- 
bei wahrend dieser Phase die isolierende Schicht 3 einem Schleifen unterworfen ist 

[0098] Wahrend der Vorbereitungsphase des Prozesses wird beispielsweise durch Befesttgen eine. • einer ' reduz.erten 
Durchmesser aufweisenden Endflache 10c der auBeren Laufrille 10 gegenuber erne Reterenzflache 21, wie in (A) von 
Fig. 14 gezeigt, die auBere Laufrille 10 auf der Referenzflache 21, die die einen reduzierten Durchmesser aufwetsender, 
Endflache 10c als Referenzebene verwendel, abgestutzt, und wahrend die auBere Lautnlle 10 in d,eser We.se abgestutz. 
wird wird eine einen groBen Durchmesser aufweisenden Endflache 10b der auBeren Laufrille 10 durch einer, rouerenden 
SSn 22A geschliffen. Dann wird, wie in (B) gezeigt, die auBere Laufrille 10 auf der Referenzflache 21 mi. der ei- 
nen groBen Durchmesser aufweisenden Endflache 10b als Referenzebene verwendel, abgestutzt und wahrend die auBere 
Laufrille 10 in dieser Weise abgestutzt wird, wird die einen reduzierten Durchmesser aufweisende Endflache 10c der au- 
Beren Laufrille 10 durch den rotierenden Schleifstein 22A geschliffen. Die gegenuberhegenden 'Endflachen 10b und 10c 
Sen g eichzeitig geschliffen werden. Nachdem die gegenUberliegenden Endflachen 10b und 10c geschliffen worden 
sZ wie in (Q gezeigt, wird die einen groBen Durchmesser aufweisende Endflache 10b der auBeren Laufrille 10 n em 
Magne spannfuler 23eingespannt und zur selben Zei. wird die auBere periphere Oberflache 10a der auBeren Laufrille AO 
durch einen Beschlag (Sehuh) 25 gehalten, und die auBere periphere Oberflache 10a wird dann durch einen roUerenden 
Schleifstein 22B geschliffen. Die auBere periphere Oberflache 10a konnte nuttels e.nes sp.tzenlosen (unzentner.en) 

Sa 1 ^ SS^, wahrend die auBeren Laufrille 10 mil der ^ndflache 

die auBere periphere Oberflache 10a als Referenzebene benutzt wird, die auBere Laufrille 10 durch das Magnetspannfut- 
fer 2 fso gK" dasTder Laufnng lOd der auBeren Laufrille 10, der eine konisch zulaulende Oberflache b.ldet, durch 
einen rotierenden Schleifstein 22C geschliffen wird. .^^ni 
rOlOO] Wahrend der finalen Phase des Schleifprozesses wird, nachdem die nut Keram.k bespntzten Isolationsschicht 3 
auf der auBeren Laufrille 10 gebildel wurde, wie in (E) von Fig. 14 gezeigt, eine kegelstunipffoninge unterstutzende Ein- 
spannvorrichlung (auch als Lehre bczeichne.) 24, die eine konisch zulaufende auRere periphere Oberflac he mil e.nen. 
Winkel bildet, dergleich dem konisch zulaufenden Winkel des Laufrings lOd der auBeren Lautnlle 10 ist, auf der Refe- 
renzflache 21 bereitstellt und der Laufring lOd der auBeren Laufrille 10 gre.lt in d.e auBere penphere Oberflache dieser 
un.erstu.zenden Einspannvomchtung 24 ein. Mil anderen Worten, die auBere Laufnllc 10 w.rd durch die "™'zende 
Einspannvornchtung 24 mi. dem Laufring lOd der auBeren Laufrille 10 abgestutzt, die als eine Rererenzebene benu z. 
wird Wahrend die auBere Laufrille 10 durch die unteistutzende Einspannvomchtung 24 in d.eser Weise abgestutzt wird, 
wird ein Bercich den-mit Keramik bespntzten Isolationsschicht 3, der auf der einen groBen Durchmessw aufweisenden 
Endflache 3h der auBeren Laufrille 10 gelagert ist, durch einen rotierenden Schleifstein 22A abgeschhtten, bis die mil 
Keramik bespri.zle Isolationsschicht 3 an dieser Endflache eine vorbestimn.le Sch.ch.d.cke eneicht. Dann ist die einen 
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groBen Durchmcsscr aufweisende Endflache 3 h so geschliffen, dass sic in engem Konlakt mil dcr Rcfercnzfluchc 21 ge- 
halicn wird, wic in (F) gezeigt, so dass die auBcrc Laufrillc 10 abgcslut/.l werden kann auf dcr Referenzflache 21 mil. der 
cincn groBen Durchmesser aufweisenden, Endflache 3h als Reference bene. Wahrend die auBere Laufrillc 10 in dieser 
Weise abgeslutzt wird, wird ein anderer liercieh dcr mil Keramik bcspril/.len Isolalionsschichl. 3, der auf dcr cincn redu- 
zierlen Durchmcsscr aufweisenden Endflache 3i ahgelagerl isl, durch den rolicrcndcn Schleifslein 22 A abgeschliffcn, bis 5 
die mil Kerainik bespritzte Isolalionsschicht 3 an dieser Endflache cine vorbeslimmtc Schichtdicke errcichl. Nachdcm 
die gegenuberliegenden Endflachen 3h und 3i auf diese Weise geschliffen worden sind, wie in (G) gezeigt, wird die au- 
Bcrc Laufrillc 10 durch die unterstutzende Einspannvorrichlung 24 abgestulzt, wobci dcr Laufring lOd als Referenzebene 
benulzl wird, so dass an dem Laufring lOd der auBeren Laufrillc lOdie auBere periphere Oberflache der abgeschnittenen, 
konisch unterstutzenden Einspannvorrichlung (Lehre) 24 eingreifen kann, die an dem Magnelspannfutier 23 berciige- 10 
stelll wird. Ferner wird die auBere periphere Oberflache 3g der mil Keramik bespritzten Isolalionsschichl 3 durch den 
Schuh 25 aufgenommen. Auf diese Weise wird, wahrend die auBere Laufrillc 10 mil dem Laufring lOd abgeslutzt wird 
und die auBere periphere Oberflache 3g der auBeren Laufrillc 10 als Referenzebene benulzt wird, das Magnetspannfutter 
23 zur Rotation der auBeren Laufrille 10 angctrieben, so dass die auBere periphere Oberflache 3g der mit Keramik be- 
spritzten Isolat ionsschicht 3 durch den rotierenden Schleifstein 22B auf eine vorbeslinimle Schichtdicke geschliffen wer- 15 
den kann. Es isr zur Kenntnis zu nehnien, dass zu dieser Zeit die unterstutzende Einspannvorrichlung 24 ein freies Ende 
hat, an welches eine Druckplatte 26 durch einen Bolzen 27 angreift, der wiederum die auBere Laufrille 10 auf eine einen 
groBen Durchmesser aufweisende Seite der unlersiutzenden Einspannvorrichlung 24 presst, so dass der Laufring lOd der 
auBeren Laufrille 10 in engem Konlakt mil der auBeren peripheren Oberflache der abstutzenden, abgeschnillen-koni- 
schen Einspannvorrichlung 24 gehalten werden kann. 20 
[0101] Wie oben beschrieben isl in dem Elektrokorrosion vorbeugendem LageraulT)au, da die mil Keramik besprilzte 
Isolalionsschicht 3 auf der auBeren Laufrille 10 geschliffen ist, mil dem konisch zulaufenden Laufring lOd der auBeren 
Laufrille 10, die als die Referenzebene benulzt wird, jede mogliche Variation und Fehler der Schichtdicke der mil Kera- 
mik bespritzten Isolalionsschicht 3, die von der einen Endflache zu der gegenuberliegenden Endflachen uber die auBere 
periphere Oberflache der auBeren Laufrille 10 abgelagert ist, unlerdruckt, um die erforderliche Schichtdicke zu errei- 25 
chen. Dementsprechend weist der eleklrokorrosionsbeslandige Lageraufbau eine bevorzugle MaBgenauigkeil sowie eine 
Rotalionsgcnauigkcil auf, und cine clcktrischc Isolationslcistung kann crhaltcn werden. 

[0102] Fig. 17 zeigt einen Langsschnitt der auBeren Laufrille 10 des eleklrokorrosionsbestandigen Lageraufbaus ent- 
sprechend eines weiteren Ausfuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung. Sogar dieser elektrokorrosionsbestandige 

Lageraufbau ist ein konisch zulaufender Walzlageraufbau, wie in dem Fall des zuvor beschriebenen Ausfuhrungsbei- 30 t 
spiels. Die Bereitslellung der mit Keramik bespritzten Isolalionsschicht 3 bedeckt als Beschichlung von einer Endflache : 
zu der gegenuberliegenden Endflache uber die auBere periphere Oberflache der auBeren Laufrille 10, und die Struklur * 
weist die innere Laufrille 9, das Walzelement 12 und den Kafig 11 auf, die ahnlich zu jenen in Verbindung mit den zuvor 

beschriebene Ausfuhmngsbeispiel beschriebenen sind, und dementsprechend, uin der Kiirze willen, nichf. wiederholt " 
werden. 35 ^ 

[0103] Obwohl der Laufring lOd der auBeren Laufrille. 10 eine konisch zulaufende Oberflache bildet, wie in dem Fall 
des zuvor beschriebenen Ausfuhrungsbeispiels, wie zum Beispiel in Fig. 17 gezeigt, ist eine zylindrische Oberflache lOe 
mit der gleichen Miltelachse O wie die auBere periphere Oberflache der auBeren Laufrille 10 vor dem thermischem Sprit- 

zen der mit Keramik bespritzten Isolationsschicht 3 gebildet, wobei die zylindrische Oberflache lOe im Innern der der f* 
auBeren Laufrille 10 von dem einen reduzierenden Durchmesser aufweisenden Ende des Laufring lOd zu dessen innerer 40 "I 
peripherer Oberflache verlangert wird. Diese zylindrische Oberflache lOe wird als Referenzebene verwendei, wenn die 5 
mit. Keramik bespritzte Isolationsschicht 3 geschliffen wird, und weist eine axiale Lange von zum Beispiel nicht kleiner y 
als 10 mm auf. 

[0104] Fig. 1 8 zeigt den Ablauf des Schleifens der mit Keramik bespritzte Isolationsschicht 3 auf der auBeren Laufrille 
10 des Lageraufbaus, der in Fig. 17 gezeigt ist. Dieser Schleifprozess wird in der folgenden Weise durchgefuhrt. An der 45 
ersten S telle, wie in (A) von Fig. 18 gezeigt, wird die auBere Laufrille 10 auf einer unterstutzenden Einspannvorrichtung 
24A (Lehre) abgestiitzt angebracht, auf einem Magnetspannfutter 23 mit der einen groBen Durchmesser aufweisenden 
Endflache 3h der mit Keramik bespritzten Isolationsschicht 3, die gegen das Magnetspannfutter 23 gepresst wird. Die un- 
terstutzende Vorrichtung 24A, die in diesem Fall benutzt wird, ist von einer zylindrischen Form, die eine zylindrische au- 
Bere periphere Oberflache aufweist und mit der zylindrischen Oberflache lOe, die in dem Laufring lOd der auBeren Lauf- 50 
rille 10 gebildet ist, in Eingriff treten kann. Es ist zur Kenntnis zu nehmen, dass die unterstutzende Vorrichtung 24A von 
einem Typ sein konnte, der eine Vielzahl von Elementen, umfanglich angeordnet, enthalt. Wahrend die auBere Laufrille 
10 mit. der einen groBen Durchmesser aufweisenden Endflache 3h der mit Keramik bespritzte Isolationsschicht 3 abge- 
stutzt wird und die zylindrische Oberflache lOe des Laufrings lOd der auBeren Laufrille 10 als entsprechende Referenz- 
ebene verwendet. wird, wird die einen reduzierten Durchmesser aufweisende Endflache 3i der mit Kerainik bespritzten 55 
Isolalionsschichl 3 durch einen rotierenden Schleifstein 22A geschliffen, so dass bis die mit Keramik bespritzte Isolati- 
onsschicht 3 an dieser Endflache eine vorbestimmte Schichtdicke erreichen kann. Nachtraglich wird die einen reduzie- 
renden Durchmesser aufweisende Endflache 31 so geschliffen, dass sie in engem Kontakt mit einer Referenzflache 21 
gehalten wird, wie in (B) von Fig. 1 8 gezeigt, wahrend die auBere Laufrille 10 auf der Referenzflache 21 abgestiitzt wird, 
mit. der einen reduzierenden Durchmesser aufweisenden Endflache 31 als Referenzebene. Unter dieser Bedingung wird 60 
die einen groBen Durchmesser aufweisende Endfl ache 3h der mit Keramik bespritzten Isolationsschicht 3 auf der auBe- 
ren Laufrille 10 durch den rotierenden Schleifstein 22A geschlifTen, so dass die mit Kerainik bespritzte Isolationsschicht 
3 an dieser Endflache eine vorbeslinmite Schichtdicke erreichen kann. Nachdem die gegenuberliegenden Endflachen 3h 
und 3i geschliffen worden sind, ist nichl nurdie auBere Laufrille 10 auf der unterstutzenden Vorrichtung 24A abgeslutzt, 
mil der zylindrischen Oberflache lOe des Laufrings lOd der auBeren Laufrille 10, angepasst an die unterstutzende Ein- 65 
spann vorrichtung 24A, die auf dem Magnetspannfutter 23 vorgesehen ist, auch die auBere periphere Oberflache 3g der 
mit Keramik bespritzten Isolationsschicht 3 wird durch den Beschlag 25 gehalten, wie in (C) von Fig. 18 gezeigt. Auf 
diese Weise kann unter Benutzung der zylindrischen Oberflache 10c des Laufrings lOd und der einen groBen Durchmes- 
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ser aufwcisendcn Endflache 3h und der auBeren pcriphcrcn Oberflache 3g als cn.sprechende Rclerenzebener d»J"B«c 
LaufriHe 10 (lurch das Magncispannfulicr 23 und den Bcschlag 25 abgcstuiy.l wcrdcn und, wahrend be, d eser Btdingimfc 
das MagncLspannfuller ^Wfahr «m die Mi.ldachsc O dcr auBeren LaufriHe 10 robcr, cs wd die auf ^ penptae 
Oberflache 3g der n,i. Keramik besprtoen Isolalionsschich, 3 durch e.nen roLcrenden Sehle.ls.em 22B gcscl 
10105] Folglich kann in diese.n clck.rokorrosionsbcs.andigen Lageraufbau, da <he mil Koran nk hespn z,c ^ °£ 
chid I 3 aufder LaufriHe 10. bczogen auf die Referenzebene. die durch die zyhndnsc he Oberflache Oe 
an den, einen reduzierenden Durchmesser aufweisenden Ende des komsch , zu aulcnden I aulnngs .^.^ n ^ 
rille 10 gebildel worden isl, geschlilfcn wird, die mil Keramik bespnlzte Isolal.onssch.chl 3 so abgelager werden dass 
si" rich ton dcr einen lindllache zu der gegenuberliegenden Endflache uber die auBere penphere Oberflache ^r -Keren 
LaufriHe 10 ers.reck,, und kann auf die erforderliche Schichldicke geschlilTen werden, und de.nen.sprechend weisl dcr 
elektrokorrosionsbestandigc Lageraufbau eine guns.igc MaBgenauigkeit sowie e,ne Rotal,onsgenau,gke,t. aul, und erne 
elektrische Isoherunesleistunii kann erhallen werde. 

W106 |p£ 1 9 7.4 einen Langsschnitl. der auBeren LaufriHe 10. der in dem elek,rokorros,onsbe.stanri,gen Lagerauf- 
bau en, sprechend eines wei.eren Ausiuhrungsbeispiels der vorhegenden Erfindung verwendet w,rd Dieser darrn ge- 
^.rStSkorrosionsbes.andigc Lageraufbau ist von einem Typ worin, wie in den, ™U -tonch^m 
Waizlageraufbau. gezeigt in Fig. 20. und den, selbstausrichtenden Kugellageraufbau, gezeigt ,n F.g 21 der Lautnng 
im der SuBeren LaufriHe 10 kerne zylindrische Oberflache aufweis,, aber ahnlich zu den, vorher b ^ b ^^ t 
rungsbeispicl is,, inden, die mit Keramik bespri.zte Isolalionsschich, 3 vorgesehen ,sl urn v on der e.nen Endflache zu der 
gcglnuberliegendcn Endflache die auBere penphere Oberflache der auBeren Lautnlle 10 : .u bedecken W.e rm Fall , de 
Ausfuhrungsbeispiels. ge.naB Fig. 17. wird vorden, thennischen Sprilzen der nut Kera.mk bespnlzter, I^laUonssch cht 
3 eine zvlindrische Oberflache 10c. die eine Mittelachse O gleichachsig zu der auBeren penpheren Oberflache der auBe- 
ren LufriH^^^ an den, einen Endbereich des Laufrings lOd der auBeren LaufriHe 10 gebfldet. In d,esem Fall 
w,rd C die zylindriscW Oberflache lOe als Referenzebene verwendet, wenn die mil Kerannk bespntz* = Iso attons- 
Tchicht 3 geschliffen wird. und seine axiale Lange so eingeslelll, dass s,e zum Be,sp,el mchl kle,ner als 10 ran ist. 
WOT] loga! in diesen, Ausfuhmngsbeispiel, gezeigt in Fig. 19, wie in. Fall des Schleifprozesses "^^S^ 
den, vorherigen Ausfuhrungsbeispiel in Fig. 18, wird die mil Keramik bespnlzle Isolationssch.chl 3 auf der auBeren 
Laufnne ^hliffcn. Da die z.ylindrisch Oberflache 10c, die an diesen Endbcrcichcn des Lautnngs lOd der auBeren 
Lau fri lie 10 geb Ide. is,, als die Referenzebene wahrend eines Schleifens der mil Keramik bespntz.en Isolal,onsschKhl3 
auf der anBeL LaufriHe verwende, wird, wird die mi, Keramik besprUzie Isola,ionssch,chl 3 i so autgebrachf urn ^den 
vo Isldigen auBeren Oberflachenbereich der auBeren LaufriHe 10. einschlieBhch 

und der auBeren periphere Oberflache davon, abzudecken, und kann aut eine ertorderhche Schichtd.cke geschhften wer- 
2 ! D^meS^Tend weis, der elektrokor^osionsbesiandige Lageraufbau eine giinsiige MaBgenau,gke,t, e,ne Rolal,- 
onscenauigkeit auf. und eine elektrische eleklrischen Isolierungsleislung kann erhallen werden. 

lS Fig! 22 zeigl ein anderes Ausfuhrungsbeispiel, in welchen, die Referenzebene, d,e an den, Endbere.ch des 
Laufrings der auBeren LaufriHe 10 definier, wurde, verwende, wird in der Fom, e.ner gestullen zyhndnschen Oberfache 
101 ansfelle der zylindrischen Oberflache lOe in dem vorher beschriebenen Ausfuhrungsbeasprel. Besonders we«l drese 
Z\uZ zvlindrische Oberflache lOf eine zylindrische Oberflache auf, die einen einen groBen Durchn,esser autwesen- 
den 1 der einen angrenzenden Seile der Endflache der auBeren LaufriHe 10 aufwe,si und auch ernen k emen 
Durchn^esser aufweisenden Bereich innerhalb des einen groBen Durchmesser aufwersenden Bere.chs aufweisL Das 
SSfen der mi Keramik bespritzlen Isolaiionsschichl 3 aufder auBeren LaufriHe dieses elektrokorros,onsbes,and,gen 
Lageraufcaus wurde in einer ahnlichen Weise durchgefuhr, wie in Zusammenhang mit dem vorher beschnebenen Aus- 
Sngsbdspiel beschrieben wurde; wahrend die auBere LaufriHe 10 durch eine zylindrische «-^^S!Z 
vorrichlung (Lehre) abgeslutz, wird, die eine zyUndrische auBere Oberflache autwexs,, d.e gestuft an *e gestufte zyhn- 
S Oberflache .10 ■ angepasst wurde, dass heiBt, komplementar gestallet z« der gesluften zyhndnschen Oberflache 
lOf Demenlsprechend kannV mil Keramik besprilzte Isolaiionsschichl 3 vorteilhaft auf erne erf order Sch,c h t- 
dicke geschliffen werden und dementsprechend weist der eleklrokorros,onsbes,and,ge Lageraufbau erne ^gunsbge MaB- 
eenauiskeil sowie eine Rotationsgenauigkeit auf, und eine elektrische Isoherungslerstung kann erha ten werden^ 
foi09] Es st zur Kenntnis zu nehmem dass der Grand fur die gewahlte Breite der zyhndnschen Oberflache lOe von 
Si kleiner als 10 mm in dem vorhergehenden Ausfuhrungsbeispielen, wie in den Fig 17 bis 22 geze,gt, darm besteht, 
dass iede mLliche Neigung der auBeren peripheren Oberflache 3g der isoherenden Schrcht 3 ^relat.v zu der longUudma- 
fen Achse unldruckt wird, welche andernfalls auftreten wurde, wenn die auBere LaufriHe 10 auf der unterstutzenden 

SrOhthTdie fo^nlrSndung in, Zusammenhang mit den bevorzugten ^^^X^ 
kezug auf die anliegenden Zeichnungen ausfuhrlich beschrieben worden ,s^ so ,s, dies ; nur fur de » ' Jweekeder IUuslra 
tion und der einschlagige Fachmann wird erkennen, dass zahheiche Anderungen und Modifikauonen mnerha lb des Er^ 
nndungsgeaankens liege^. Demenisprechend gelten derarlige Anderungen und Mod,hka.,onen, soterr, s,e n,cht von dem 
in den Anspruchen definieflem Schuizumfang abweichen, als von der vorliegenden Oftenbarung umfassi. 

Palenlanspriiche 

1 Mi, einem Keramikma.erial mittels Spritzverfahren beschichteter Lagerring (1), der eine mit Keramik besprilzte 
IsoSionsschich, (3) aufweis,. die durch ein .hermisches Spritzverfaltren entsteht dadurch gekennze.chnet, dass 
Poren (4), die in der mit Keramik bespritzlen Isolationsschich, entstehen, durch ein femverteil.es ano^an.sches Pul- 

rLage a X d nach An^pruch 1, dadurch gekennzeichnet. dass das feinverieilte ano^anische Pulver ein Pulver aus 

^TSSng^^ctrnlpruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kunstharz zwischen Partikeln des feinver- 
teilten anorganischen Pulvers vorgesehen ist. 
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4. Lagerring nach cincm dcr Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass dcr Lagerring enlweder cin auBcrer 
Lagerring cxler cin innercr Lagerring eincs Walzlagcraufbaus ist. 

5. Verfahren zimi Abciichlcn einer mil Keramik besprilzlen Isoiaiionsschichl, die auf einer Oberflache eines Werk- 
sl Licks nritlcls eincs ihermischcn Spritzvcrfahrens gebildel ist und die eine Vielzahl von Poren aufweist, mil. den 
Schrittcn: 5 
Impragniercn dcr mil Keramik besprilzlen Isoiaiionsschichl mil einer fiiissigen Mischung eines organischen L6- 
sungsmittels und eines feinverleillen anorganischen Pulvers, so dass die flussige Mischung in den Poren eindringen 
kann; und 

Ruhen lassen dcr mil Keramik besprilzlen Isoiaiionsschichl oder Lrwarmen dcr mil Keramik besprilzlen Isoiaiions- 
schichl, daniii die organische Losung sich verfluchligt und Partikel des feinverleillen anorganischen Pulvers inner- 10 
halb der Poren verb lei ben. 

6. Verfahren zum Abdichien nach Anspruch 5, das einen weiteren Schritt des Impragnierens eines Kunstharzes in 
die Poren aufweist, nachdem die Partikel des feinverleillen anorganischen Pulvers in den Poren verblieben sind. 

7. Elektrokorrosionsbeslandiger Walzlageraufbau mil: 

einem Lagerring, der eine periphcre Oberflache aufweist, die in engem Kontakt mil einem Gehause oder einer Welle 15 
stent, wobei der Lagerring an den jeweils gegenuberliegenden Endflachen eine Belastungsseite und eine Nichtbela- 
stungsseite aufweisl; 

einer auf dem Lagerring gebildelen Beschichlung zum Bedecken der gegenuberliegenden Endflachen sowie dessen 
peripherer Oberflache; 

wobei ein Bereich der Beschichlung, der die periphere Oberflache des Lagerring bedeckt, als eine mehrschichlige 20 
Slruklur ausgebildel ist, die eine mil Keramik besprilzte Isolationsschicht sowie eine melallische Schicht aufweist; 
und 

ein anderer Bereich der Beschichlung, der die Nichlbelastungsseite des Lagerrings bedeckt, eine Anzahl von 
Schichten aufweisl, die kleiner ist als die der niehrschichLigen Struktur mil der mil der Keramik bespritzten Isoiaii- 
onsschichl, die ganz auBen Liegl. 25 

8. Eleklrokorrosionsbeslandiger Walzlageraufbau nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnel, dass eine auBersle 
Schicht dcr Beschichlung, die cine auBcrc periphcre Oberflache des Lagerrings und die Endflachc auf dcr Bela- 
stungsseile davon bedeckt, durch eine Melallschicht realisiert ist. 

9. Elektrokorrosionsbeslandiger Walzlageraufbau nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der La- 
geraufbau ein konischer Walzlageraufbau ist. 30 

10. Elektrokorrosionsbeslandiger Walzlageraufbau, der eine auBere Laufrille aufweist, die an einem Lagergehause 
angebracht ist und eine auBere periphere Struktur und jeweils gegenuberliegende erste und zweite Endflachen auf- 
weist, und eine Beschichlung, die auf der auBeren Laufrille gebildel ist, so dass sie von einer der ersten Endflache zu 
einer zweiten Endflache deren auBere periphere Oberflache bedeckel, wobei die Beschichlung eine mil Keramik be- 
spritzte Isolationsschicht aufweist, die durch ein therrnisches Sprit zverfahren und eine metallische Schicht gebildel 35 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Referenzebene zum Schleifen der auBeren peripheren Oberflache sowie der 
ersten und zweiten Endflache der auBeren Laufrille durch eine innere periphere Oberflache der auBeren Laufrille de- 
finiert ist. 

11. Elektrokorrosionsbeslandiger Walzlageraufbau nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der elektro- 
korrosionsbestandige Walzlageraufbau ein konischer Walzlageraufbau ist, in dem die Referenzflache durch eine 40 
konisch zulaufende Oberflache definiert ist, die einen Laufring der auBeren Laufrille bestimmt. 

12. Elektxokorrosionsbestandiger Walzlageraufbau nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Referenz- 
flache durch eine zylindrische Oberflache definiert ist, die milder auBeren peripheren Oberflache der auBeren Lauf- 
rille konzentrisch ist. 

13. Elektrokorrosionsbeslandiger Walzlageraufbau nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der elektro- 45 
korrosionsbestandige Walzlageraufbau ein konischer Walzlageraufbau ist. 

14. Elektrokorrosionsbeslandiger Walzlageraufbau nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der elektro- 
korrosionsbestandige Walzlageraufbau ein selbstausrichtender (self- aligning) Lageraufbau ist. 

15. Verfahren zum Herstellen einer auBeren Laufrille fur ein elektro korrosionsbestandigen Walzlageraufbau in der 
Form eines konischen Walzlageraufbau s, wobei das Verfahren aufweist: 50 
einen ersten Prozess zur Herstellung der auBeren Laufrille, in dem die Schritte enthalten sind: 

Bilden einer inneren peripheren Oberflache in einem Laufring, der eine konische Oberflache aufweist; 
und 

Bilden einer Beschichtung, die eine mil Keramik bespritzte Isolationsschicht aufweist, die durch ein therrnisches 
Spritz verfahren gebildel wird, und eine metallische Schicht, die die auBerste Laufrille von einer Endflache zu der 55 
gegenuberliegenden Endflache der auBeren Laufrille uber eine auBere periphere Oberflache derselben bedeckt; und 
einen zweiten Prozess des Schleifens der Endflachen und der auBeren peripheren Oberflache der auBeren Laufrille, 
die dem ersten Prozess unterworfen ist, durch Einsatz einer in den Laufring eingreifenden Lehre oder Ilaltevorrich- 
lung (jig), die eine konisch zulaufende Oberflache bildet, wobei der Laufring als Referenzebene benutzt wird. 

16. Verfahren zur Herstellung einer auBeren Laufrille fur einen eleklrokorrosionsbestandigen Walzlageraufliau, 60 
mil: 

einem ersten Prozess zur Herstellung der auBeren Laufrille, in dem die Schritte enthalten sind: 
Bilden einer inneren peripheren Oberflache in einem Laufring, sowie 

Definieren einer Referenzoberflache, die eine zylindrische Oberflache ist, die mil einer auBeren peripheren Oberfla- 
che auf der inneren peripheren Oberflache konzentrisch ist; sowie 65 
einen zweiten Prozess des Schleifens einander gegcnuberliegender Endflachen sowie der auBeren peripheren Ober- 
flache der auBeren Laufrille, die dem ersten Prozess unterworfen war, durch Benutzung einer Lehre oder Hallevor- 
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richlung, die in die Rcfcrcn/obcrflachc cingrcifen kann. 
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